
Abstract摘要

傳統染料可概分為有機與無機兩大類，但這兩者皆易因長期於陽光照射下而造成光劣化，使得壽命有限。並且有/無機料於製程及使用過
程對環境有造成汙染的疑慮。目前各界仍在研發與革新上述問題的新式材料，其中，(電漿子)結構色彩被視為其中一種發展方向。本研究嘗試
以常壓電漿濺鍍搭配M-O-M結構製程為研究基礎，開發具表面電漿子共振特性的結構色彩材料。

藉由透過控制不同濺鍍線材的金屬種類與、濺鍍的工作距離，以及不同電壓參數，嘗試找出相對較優化且穩定的製程參數。

逢甲大學 材料科學與工程學系 電化學實驗室
指導教授：梁辰睿 副教授

組員: 林融 許智凱 机宏齊 吳書逢

應用常壓電漿濺鍍技術製備具表面電漿子共振特性之M-O-M結構材料
Fabrication of M-O-M structural materials with surface plasmon resonance characteristics by introducing 

atmospheric pressure plasma sputtering

Objectives研究目標

濺鍍為制備M-O-M結構所需要的一個環節，但由於真空
電壓所需要的設備成本較高，因此選擇使用成本相對低的常
壓電漿作為本研究的能量來源。

利用表面電漿子共振效應，在完成前處理的鋁片上利用
常壓電漿濺鍍技術打上金屬離子，比較不同參數下，金屬離
子對鋁的附著能力的差異，與表面形貌的差別，最後使用
SEM和XRD分析基材的微觀結構表面形貌和材料組成。

M-O-M結構材料相對於傳統著色方式有更加強大的不褪
色能力，鍍上金離子的鋁片中，其色彩的飽和程度也比起傳
統染料更加自然，且環保。

Experiment process實驗流程

Reference參考文獻
1. MATHIEU, J. (1975). Optics. Parts 1 & 2(Book). Oxford and New York, Pergamon

Press(International Series of Monographs in Natural Philosophy. Volume 62), 1975. 560 p.

2. Bracher, C., Delos, J. B., Kanellopoulos, V., Kleber, M., & Kramer, T. (2005). The pho-

toelectric effect in external fields. Physics Letters A, 347(1-3), 62-66.

3. Zhao, J., Yu, X., Zhou, K., Zhang, W., Yuan, W., & Yu, Y. (2021). Polarization-sensitive

subtractive structural color used for information encoding and dynamic display. Optics

and Lasers in Engineering, 138, 106421.

4. Xuan, Z., Li, J., Liu, Q., Yi, F., Wang, S., & Lu, W. (1921). Artificial Structural Colors

and Applications. The Innovation, 100081.

5. Shang, S., Zhang, Q., Wang, H., & Li, Y. (2017). Fabrication of magnetic field induced

structural colored films with tunable colors and its application on security materi-als.

Journal of colloid and interface science, 485, 18-24.

6. Wang, Y., Chen, H., Li, Q., Liu, J., Feng, K., Chen, N., ... & Bu, Y. (2021). Magnetic

structural color patterns based on all-dielectric thin films with high saturation. Optics

Communications, 479, 126351.

Conclusions結論
在SEM顯微鏡下觀察，可發現以濺鍍中心距離可以大致分為三個區塊，離中心區域越近，所形成

的顆粒大小越大。中心區域則因為能量太高，導致區域內基材鎔融進而顆粒無法附著，此為區域一；
距離中心由近到遠，顆粒大小由大到小，此為區域二；距離濺鍍中心過遠而無法有明顯成像區域，則
為區域三。上列圖皆為在區域二範圍內的影像，可發現其顆粒會隨著反應時間拉長而變大。

可注意到Au 70V的時間參數與其餘三組不同，因濺鍍出的金屬粒子，在5 sec的時間條件下，濺
鍍時間太短，使鋁基材上未有較多的粒子沉積，且在微觀尺度下能觀察到的附著情況也有限，故在後
續實驗，將濺鍍時間從5 sec更改為10 sec，使離子顆粒有足夠時間沉積，以利SEM觀測與比較。

其顆粒大小與電漿濺鍍中心處有很大的關係，距離中心處越近，所沉積顆粒越大，而在電漿中心
處則因能量太高其基材有鎔融的狀態，無法找出明顯沉積顆粒，以致SEM拍攝時需拍攝電漿中心外圍
處，才有明顯的金屬沉積顆粒。

Acknowledgement 致謝
逢甲大學共同貴重儀器中心
逢甲大學材料科學與工程學系

Experiment installation實驗配置圖

表面形貌 SEM分析
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